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【緒言】 液晶ブロック共重合体が形成する高い長距離秩序を駆動力としたミクロ相分離は、従来のブロ

ック共重合体に比べて極めて高い規則性と配向性をもつ垂直配向したシリンダー型ナノ相分離膜が作製

できることを報告している[1]。一方、我々は非晶性高分子であるポリ（N-ドデシルアクリルアミド）

（pDDA）を水存在下でアニール（加湿アニール）することで自己組織化し、高度なラメラ構造を形成する

ことを報告してきた[2]。そこで本研究では pDDA の構造化を駆動力としたナノ構造を発現させ、新たな機

能性材料の作製手法の確立を目的とした。 

【実験】 PEGを末端とした連鎖移動剤（PEG macro-RAFT剤）と AIBN

を用いた DDAの可逆的付加開裂連鎖移動（RAFT）重合により、両親

媒性ジブロック共重合体である pDDA-b-PEGを合成した（scheme 1）。

合成した高分子をシリコンウェーハ上にスピンコートし、薄膜化した。

作製した薄膜はアニール（真空下, 70 ˚C, 1 h）を行った後、加湿アニ

ール（80 ˚C, 24h）を行うことで構造化した薄膜を得た。 

【結果・考察】 加湿アニール後の薄膜の斜入射小角 X線散乱（GI-SAXS）測定および原子間力

顕微鏡（AFM）測定を Figure 1に示す。GI-SAXS測定（Figure 1a）から面外および面内方向に pDDA

ブロックがラメラ構造化したことを示す散乱ピーク（q=1.89 nm-1）の出現を確認した。また、面内

方向にブロック間のミクロ相分離による散乱ピーク（q=0.37 nm-1）が示された。一方、AFM位相

像（Figure 1b）から六角形に配置され

たナノオーダーのドット構造が確認

された。以上より、このような配向

は熱アニールのみでは発現しないこ

とから pDDAブロックがラメラ構造

を形成することを駆動力とし、新た

なパターンが形成されたと考えられ

る。 
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Scheme1. Chemical structure of  
pDDA-b-PEG diblock copolymer 

 

Figure1. Structure characterization of humid annealed pDDA-b-PEG thin film by (a) 2D 
GI-SAXS pattern and (b) AFM phase image. Inset in (b) is a 2D Fourier transformed 
image. 

 

(a) (b) 

第78回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2017 福岡国際会議場)5p-C13-7 

© 2017年 応用物理学会 11-051 12.3


